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摘要(译)

本实用新型提供一种阵列基板及有机电致发光显示装置，属于显示技术
领域，其可解决现有的栅线、数据线金属具有高的反射率，导致显示装
置易产生反射影像的问题。本实用新型的阵列基板包括衬底以及形成于
衬底同一侧上的折射率不同的第一介质层和第二介质层，第一介质层与
第二介质层的折射率之比为0.4-0.6，其中第一介质层比第二介质层更靠
近出光面。低折射率的第一介质层与高折射率的第二介质层实现对外界
进入的光线进行相干相消的作用，降低外界进入的光线的反射，从而提
高显示的对比度，提高显示质量。本实用新型的阵列基板适用于各种显
示装置，尤其适用于底发光型有机电致发光显示装置。
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